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※概要（Summary ）： 

 マイクロ流路内で細胞や生体分子を扱うデバイス

の作製のために、リソグラフィ装置、MEMS プロセ

ス用装置を利用した。 

 

※実験（Experimental）： 

 マイクロ流路内で光学分析・検出を行うために、

LED 基板として用いられているサファイア基板のダ

イシングを行うため、DISCO のオートマチックダイ

シングソーDAD322を利用した。また、サブミクロン

から数ミクロンレベルのマスクパターンを描画する

ために、Heiderberg Instruments Micortechnikのレ

ーザー直接描画装置 DWL2000を利用し、マスクの描

画を試みた。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

DISCO のオートマチックダイシングソーDAD322

を用いたサファイア基板のダイシングについては、ダ

イヤモンドブレードを用いてダイシングはできたも

のの、ダイシング速度が遅く、またブレードの摩耗が

激しかった。また、実験時にたまたま装置の不調でマ

スクのチャックが外れやすくなっており、ブレードの

破損が起こったために4inchウエハの一部を切断する

にとどまった。 

Heiderberg Instruments Micortechnikのレーザー

直接描画装置 DWL2000 ではサブミクロンのパター

ンを含むマスクパターンを描画する予定だったが、実

際には装置のセッティング上サブミクロンパターン

の描画は難しいということだった。確認のためにテス

トパターンを描画したところ、パターンの切り方と現

像条件を工夫することで限定的なサブミクロンのパ

ターンを切ることは可能と思われたものの、推奨条件

では 1.2um を上限とするパターンが安定的に再現性

を得られる解像度であると想われる。 

 

※その他・特記事項（Others）： 

 今後は流路内にアクチュエータとして圧電素子を組

み込むために、スパッタ装置を利用したい。また、サブ

ミクロンのパターン形成のために、場合によっては EB

描画装置を利用したいと考えている。 
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